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Tecnologia de Vacuo

* por que vacuo ?

Introdugéo « como (produzir e usar) vacuo ?

Aplicacdo STM STM — microscépio de tunelamento

Frus

[Z.Ge, PhThess, Nove Dame, 2007]
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Sistema de MBE
(Epitaxia por Feixe Molecular)

Sistema MBE do PDI

Sistema de MBE Outras aplicacdes

* Filmes finos “convencionais”.
* Microscopias eletronicas

» Caracterizacdo em baixa temperatura
(criostatos).

 Espectroscopia UV
* XPS - UPS

* Processamento de materiais bulk de alta
pureza

Motivacao para estudar tecnologia

, Vacuo
de vacuo

Fundamental para:
* interacdo molécula <=> superficie
m1. Obtencao de filmes mais - superficie “limpa”

puros! * alta pureza (=> semicondutores)

Exemplo anterior:

m 2. Deposicao molécula a b~ 10 t0rr /1 rh
7 => 2x10'® impurezas/cm?® (~dopagem)
molécula

m3. Superficies limpas -




Tecnologia de Vacuo

Atividade Pratica — Laboratorio
. |

o Sistemas de bombeamento/bombas

- Camaras de vacuo / vedaces e Sistemas de Deposi¢do de Filmes
o Medidores de pressdo e analisadores de gases e Bombas de Vacuo
o Equagdes do bombeamento A
o Exercicios e Mandmetros
e Controladores de Fluxo de Gases




